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(57) Resumo: ALVO PARA VAPORIZACAO DE CENTELHA COM LIMITACAO ESPACIAL DA PROPAGACAO DE CENTELHA.
A presente invencao refere-se a um alvo para uma fonte ARC com um primeiro corpo (3) de um material a ser vaporizado, que
compreende essencialmente em um plano uma superficie prevista para vaporizagdo, sendo que a superficie nesse plano envolve
uma regido central, caracterizado pelo fato de que na regido central é provido um segundo corpo (7), executado de preferéncia
em forma de disco, eletricamente isolado do primeiro corpo (3) de tal maneira, que pelo segundo corpo (7) essencialmente nao
podem ser disponibilizados elétrons para manutengéo de uma centelha.
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Relatorio Descritivo da Patente de Invencdo para "ALVO
PARA UMA FONTE ARC COM UM PRIMEIRO CORPO DE UM MA-
TERIAL A SER VAPORIZADO".
[0001] A presente invencao refere-se a um alvo para uma fonte de
vaporizagdo de centelha, bem como a uma correspondente fonte de
vaporizagcédo de centelha e a um processo para a producdo de cama-
das por meio de vaporizacao de centelha.
[0002] Por vaporizacdo de centelha deve ser entendido a seguir
um processo de revestimento fisico por meio de vaporizacdo sob va-
cuo, em gue um ponto de combustdo de catodo é vaporizado por um
material de superficie para isso previsto. O dispositivo, em que 0 mate-
rial a ser vaporizado é disponibilizado é chamado a seguir de alvo. O
alvo forma juntamente com um dispositivo de ignicao para a ignicéo da
centelha bem como uma fonte de tens&o para a manutencéo da cente-
Iha uma fonte ARC. Como confinamento ARC é designada a seguir a
limitac&o da propagacéo do ponto de combustao de catodo.
[0003] Fontes ARC séo predominantemente operadas com campo
magneético estampado. Estdo entdo previstos no alvo meios que levam
a uma distribuicdo de linhas de campo magnético (a seguir designadas
simplesmente de campo magnético) inclusive acima, isto €, ao menos,
contudo nas proximidades da superficie do material de alvo a ser va-
porizado fora do alvo, que influenciam a velocidade de migracéo do
ponto de combustdo de catodo sobre a superficie do alvo bem como
as condicdes de descarga como por exemplo a tensédo de descarga.
[0004] Um problema quando da producdo do campo magnético é
gue, com um campo axialmente simétrico, que € diferente de zero no
centro, as linhas de campo no centro sempre saem do alvo perpendi-
cularmente a superficie. Isso esta representado para um alvo redondo
esquematicamente na figura 1 e para um alvo retangular esquemati-

camente na figura 2. Nas regides, em que as linhas de campo séo es-
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sencialmente perpendiculares a superficie do alvo, a velocidade de
migracdo do ponto de combustdo de catodo diminui acentuadamente.
Esse efeito pode ser designado como colapso do ponto de combustéo
de catodo no centro. Ocorre um acentuado desbaste de material com
acentuada formacéo de "droplet" com relagdo ao nimero e também ao
tamanho nessa regido. "Droplets” sdo conglomerados essencialmente
fluidos, isto €, ndo vaporizados, centrifugados da superficie do alvo,
gue se depositam como macroparticulas sobre o substrato a ser reves-
tido. Com processos de revestimento reativos, isso conduz frequente-
mente a que 0s conglomerados ndo possam reagir completamente
com 0 gas reativo.

[0005] Contra esse colapso do ponto de combustdo de catodo no
centro do alvo séo conhecidas essencialmente duas medidas.

[0006] De um lado, pode se tentar evitar o colapso por escolha
habilidosa do sistema magnético. Isso € obtido, por exemplo, por li-
nhas de campo magnético divergentes. Todavia, é sabido que median-
te focagem de campos magnéticos o material a ser vaporizado pode
ser mais acentuadamente levado ao substrato a ser revestido e assim
aumentada a eficiéncia do emprego do material. Pelo emprego de li-
nhas de campo magnético divergentes é preciso renunciar a essa van-
tagem.

[0007] De outro lado, € sabido tomar medidas que limitam o ponto
de combustdo de catodo, apesar de eliminarem linhas de campo mag-
nético saindo perpendicularmente da regido central do alvo, isto €, a
regibes do alvo fora da regido central. Conforme a WO 0016373, por
conseguinte, o problema do colapso na regido central do ponto de
combustéo de catodo € diminuido pelo fato de que na regido central do
alvo é previsto um anteparo, cujo material apresenta um rendimento
de elétron secundarios menor. Como material de anteparo é ali em-

pregado por exemplo nitrito de boro. Com essa proposta se revela,
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contudo, o problema de que pelo revestimento da superficie do ante-
paro este se torna eletricamente condutor, o ponto de combustdo de
catodo pode migrar para a superficie do anteparo e, com isso, podem
surgir indesejados componentes na camada a ser estabelecida.

[0008] A presente invencdo tem por objetivo superar ao menos
parcialmente as desvantagens do estado atual da técnica. Com as
medidas tomadas deve ainda ser garantida a eficacia no ambiente de
producdo de empresas pré-tratamento. Requisitos correspondentes
se aplicam a baixos custos, processabilidade e facilidade de manuten-
cao.

[0009] Os inventores reconheceram que um problema na WO
0016373 reside em que, devido ao contato entre anteparo e material
de vaporizacdo, com crescente revestimento € formado um composto
eletricamente condutor, que possibilita a descarga de centelha sobre a
superficie do anteparo apesar de menor rendimento de elétrons se-
cundarios.

[00010] Segundo a invengédo, portanto, o ponto de combustdo de
catodo é muito eficazmente removido da regido central da superficie
do alvo na medida em que nessa regido o avanco de eletrodos € per-
manentemente impedido durante o processo de revestimento, isto é, a
descarga de centelha apensar da inércia de corrente é excluida. I1sso
pode entdo ser obtido pelo fato de que a regido central € permanente-
mente isolada e disposta em potencial eletricamente flutuante. Surpre-
endentemente, entdo, quando esse avanco de eletrodos na regido
central do alvo é permanentemente impedido, como material de ante-
paro até mesmo pode ser empregado o material idéntico a restante
superficie do alvo. O emprego de materiais, que apresentar um menor
rendimento de elétrons secundario, ndo é mais, portanto, condicado ba-
sica. Caso o ponto de combustdo de catodo venha eventualmente a se

deslocar por curto tempo para o anteparo, nesse caso isso nao conduz
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a uma poluicdo das camadas.
[00011] A invencéao sera entdo representada detalhadamente a titu-
lo de exemplo com base nos exemplos e figuras. Mostram:

figura 3 - uma forma de execucdo segundo a invencéao de
um alvo com um disco em execucdo ndo magnética e esquematica-
mente o tracado das linhas de campo.

figura 4 - uma forma de execucdo segundo a invencéao de
um alvo com um disco em execucdo magnética com material magnéti-
CO macio e esquematicamente o tracado das linhas de campo.
[00012] Segundo um primeiro exemplo de execugéao, o alvo 1, como
mostra a figura 3, compreende um material de alvo 3, no exemplo tita-
nio com um recesso na regido central para alojamento de um disco 7
disposto eletricamente isolado, que é retido em um pino isolante 9 por
meio de um anel de seguranca 11. Como pino isolante 9 é apropriado,
por exemplo, um material ceramico eletricamente ndo condutor. As
distancias entre material de alvo 3 e o disco 7 importam em cerca de
1.5 mm e 3.5 mm. Com distancia maior, ha o perigo de que o ponto de
combustéo de catodo fique aquém do disco 7 situado em potencial flu-
tuante. Com distancia ainda menor do que 1.5 mm h& o perigo de que
pelo crescimento de material de revestimento ocorra um contato elétri-
co entre material de alvo 3 e disco 7.
[00013] Para a producédo do alvo, de preferéncia inicialmente é apli-
cado um disco de material de alvo sobre um disco de suporte (néao
mostrado), que serve tanto para o resfriamento como também para o
contato elétrico. S6 em seguida, é completado o travamento mecéanico
do pino isolante 9, do disco 7 e do anel de seguranga 11.
[00014] Em muitas aplicacbes, o alvo 1 fica disposto nas paredes
laterais da camara de revestimento. Isso significa para um alvo redon-
do que o eixo de simetria do alvo 1 se situa na horizontal. O disco 7

compreende no exemplo um furo com que é deslocada sobre o pino
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isolante 9. De preferéncia, o diametro do furo é selecionado ao menos
alguns décimos de milimetro maior do que o diametro da parte de pino
isolante 9, que é deslocada pelo furo. Devido a for¢a gravitacional, por-
tanto, o disco 7 assenta sobre uma linha na parte superior de invélucro
do pino isolante 9. O anel de seguranca 11, como mostrado na figura
3, é rebaixado em um recesso central do disco 7. Assim, a linha de
assento se reduz ainda mais e, no mais desfavoravel dos casos, o
ponto gravitacional do disco se situa de tal forma que o disco 7 devido
a tolerancia é posicionado dobrado sobre o involucro do pino isolante
9. Para impedir isso, o disco 7 compreende, segundo outra configura-
cdo inventiva dessa forma de execucdo, uma ou varias moldagens 13.
Essas moldagens 13 fazem com que o ponto gravitacional do disco 7
sobre o eixo se desloque para longo do anel de seguranca 11 e assim
o disco 7 nédo é posicionado dobrado.

[00015] O disco 7 consiste, segundo a presente forma de execucao,
em material eletricamente condutor, por exemplo metalico. Segundo
uma forma de execucéo particularmente vantajosa, o disco 7 flutuante
pode também ser executado como material magnético macio, com o
gue pode ser obtido que as linhas de campo na aresta exterior do dis-
co saiam perpendicularmente e, com isso, se situem essencialmente
paralelas a superficie do alvo, como representado na figura 4 por meio
de linhas tracejadas no lado direito. Assim € garantida uma rapida ve-
locidade de migracédo do ponto de combustéo de catodo por toda a re-
gido de alvo restante.

[00016] Na presente descricdo, foi apresentado um alvo para uma
fonte ARC com um primeiro corpo 3 de um material a ser vaporizado,
que compreende essencialmente em um plano uma superficie prevista
para vaporizacdo, sendo que a superficie nesse plano envolve uma
regido central, caracterizado pelo fato de que na regido central esta

previsto um segundo corpo 7, executado de preferéncia em forma de
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placa, eletricamente isolado do primeiro corpo 3 de tal maneira, que
pelo segundo corpo essencialmente ndo podem ser disponibilizados
elétrons para manutencdo de uma centelha.

[00017] De preferéncia, o primeiro corpo 3 compreende na regiao
central 5 um recesso, em que esta rebaixado o segundo corpo 7 e fi-
xado por meio de um pino isolante 9, sendo que a distancia entre o
primeiro corpo 3 e 0 segundo corpo 9 assume um ou varios valores
entre inclusive 1.5 mm e 3.5 mm, sendo que em uma forma de execu-
cao particularmente preferida o corpo 7 apresenta ao menos na super-
ficie que se projeta do recesso 5 material que corresponde ao material
do corpo 3.

[00018] O segundo corpo 7 pode compreender uma ou varias mol-
dagens 13 de tal maneira que o ponto gravitacional do segundo corpo
7 situado no eixo vem a se situar na altura do invoélucro do furo.
[00019] Em outra forma de execugdo particularmente preferida, o

segundo corpo 7 € executado de material magnético macio.
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REIVINDICACOES

1. Alvo para uma fonte ARC com um primeiro corpo (3) de
um material a ser vaporizado, que compreende em um plano uma Su-
perficie prevista para vaporizacao, sendo que a superficie nesse plano
envolve uma regido central, caracterizado pelo fato de que na regiao
central esté previsto um segundo corpo (7), configurado na forma de um
disco e compreendendo um furo e eletricamente isolado do primeiro
corpo (3), e o segundo corpo (7) sendo disposto num potencial eletrica-
mente flutuante, de tal maneira que pelo segundo corpo (7) ndo podem
ser disponibilizados elétrons para manutencdo de uma centelha.

2. Alvo de acordo com a reivindicacéo 1, caracterizado pelo
fato de que o primeiro corpo (3) compreende na regido central um re-
cesso (5), sendo que esta rebaixado o segundo corpo (7) e fixado por
meio de um pino isolante (9), sendo que a distancia entre o primeiro
corpo (3) e o segundo corpo (7) assume um ou varios valores entre in-
clusive 1.5 mm e 3.5 mm.

3. Alvo de acordo com a reivindicagao 2, caracterizado pelo
fato de que o segundo corpo (7) apresenta ao menos na superficie que
se projeta do recesso (5), material que corresponde ao material do pri-
meiro corpo (3).

4. Alvo de acordo com a reivindicagao 1, caracterizado pelo
fato de que o segundo corpo (7) compreende ao menos um recesso (13)
configurada de tal maneira que o ponto gravitacional do segundo corpo
(7) se situa no eixo venha a se situar na altura do involucro do furo.

5. Alvo de acordo com qualquer uma das reivindicacdes pre-
cedentes, caracterizado pelo fato de que o segundo corpo (7) é execu-

tado de material magnético macio.
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FIG. 3

FIG. 4
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